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■ 研究の概要
 原子力発電所廃止措置における除染加
速技術と廃棄物減容技術並びに過酷な
環境下で稼働するエネルギー機器におけ
る多様なリスクの抽出とその低減技術、特
に長期信頼性向上技術開発に関わる課
題について産学官連携プロジェクトを推
進します。特にこれまで培ってきた多様な
課題解決策やノウハウ、多様な材料特性
データ・ベースを基盤として、持続的な安
全・安心社会基盤を提供する産業創出に
つながる革新技術の創出を目指します。

■ 研究の目的
　東北の復興加速には、福島第一原子
力発電所の廃止措置の加速が不可欠
であり、復興の加速のための新たな産業
分野の創出と集積が不可欠です。本プ
ロジェクトにおいては、特に福島第一原
子力発電所の廃止措置加速並びに軽
水炉の再稼働に求められる過酷事故対
策技術並びに次世代機器の信頼性に
関する技術開発を通じて直面する、ある
いは中長期的に設定された課題解決を
目指します。復興加速の一助とするため
にも、技術の地元企業への移転を指向
します。特に廃炉関連及び過酷事故対
策機器を含む次世代機器は、本来の設
計条件から逸脱した条件下でのリスク

評価並びに信頼性評価技術開発に重
点を置いています。

■ 研究の特色
　福島等の除染加速技術と廃棄物減容技
術並びに過酷な環境下で稼働するエネル
ギー機器における多様なリスクの抽出とそ
の低減技術、特にマルチスケールモデルから
想定される劣化機構に基づく機器・構造物
の安全寿命予測のための信頼性向上技術
開発に関わる課題を推進しています。具体
的には、下記に示す課題等について基礎並
びに応用・実用化研究を企業との共同研究
として実施しています。
○過酷事故対策としてのCs回収除染技術
　の開発-プルシアンブルー修飾不織布等
　によるCs回収効率の改善技術
○過酷事故対策及び現有放射性廃棄物
　としてのCs回収除染物の減容システムの
　開発-水熱反応による不織布等の分解・
　減容とCs固定化（図1）
○非常用電源作動時の火山灰除去装置の
　開発
〇福島廃炉機器構造物の腐食リスク評価
　研究と対策の提案
〇再稼働後の軽水炉の経年変化機序の解
　明と長期健全性・信頼性評価技術開発
〇水素社会における水素貯蔵設備等の
　水素脆化機序解明と対策材開発

○先進エネルギー機器の経年変化機序の
　解明と安全寿命予測手法の開発並びに
　対策材開発
○多様な課題解決型プロジェクトによる若
　手技術者養成とリスク低減システムの技
　術相談・学術指導

■ 期待される成果
　福島第一原子力発電所の廃止措置加
速は、東北の復興の一つの柱であり、廃止
措置において特に重要な共通技術である
放射性廃棄物の減容・固化技術開発は、
廃止措置加速に大きく貢献すると共に、長
期的に新たな産業創生に貢献します。世
界的に原子力発電所の廃止措置が増え
ていく背景を考えれば経済的にも大きな
産業分野となり、その波及効果は極めて大
きいものです。また、過酷事故と自然現象
の重畳を想定した非常用電源作動時の
火山灰除去装置の開発や、今後多様化す
るより過酷な環境下でのエネルギー変換
機器の経年劣化機序の解明とリスク評価
により、社会の安全・安心の基盤技術の提
供が期待されます。特に機器の経年劣化
の根本的解決策としての劣化機序に基づ
いた高劣化耐性材料設計・開発が期待さ
れます。

研 究プロジェクト

次世代に向けたリスクベース安全・安心社会基盤の構築
Towards an Establishment of the Risk and Security Base Safe and
Secure Society for the Next Generation
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研究プロジェクト

■ 研究の概要
　世界最高水準のクリーンルーム施設を
有するNICHe未来情報産業研究館を活
用して、東北大学が長年培い世界をリード
してきた半導体分野における装置・プロセ
ス・デバイス・回路にかかわる総合技術の
さらなる深化発展を図るとともに、先進的
な超高性能センサ技術の実用化開発を
行います。また、クリーンルーム施設・装置
をオープンイノベーションの場として提供
いたします。

■ 研究の目的
　シリコンを基体としたデバイス・半導体集
積回路技術およびそれを応用したセンサ技
術の開発は、情報・エレクトロニクス分野の
みならず、科学・産業計測、車載、マテリア
ル、医療、ライフサイエンス、農業、食品、防
災、防犯、宇宙、環境、資源などのさまざまな
分野の産業発展にとって不可欠です。この
プロジェクトでは、世界をリードする先進的
な半導体装置・プロセス・デバイス・回路技
術およびセンサ技術を開発し、その実用技

術を産業界に提供するとともに、世界最高
水準のクリーンルーム施設・装置をオープン
イノベーションの場として学内外の方々に提
供・利用していただくことを目的としています。

■ 研究の特色
　半導体集積回路、センサの分野におい
ては、世界中で激しい開発競争が日々繰
り広げられています。こうした中で圧倒的
な性能を有する技術を創出・実用化して
いくためには、単発の技術開発だけでは
なく、必要となるシステム、回路、デバイス、
プロセス、装置、部品、材料、計測、インフ
ラ・ユーティリティーのすべての開発を同時
並行的に推進していくことが不可欠である
と考えています。NICHe未来情報産業研
究館は、こうした総合的な開発を企業と連
携して効果的に行うことのできる、世界的
にも卓越した開発研究の場です。新規コ
ア技術が継続的に創出され特許権利化さ
れてきたことが最大の求心力・競争力の
原点となっています。

■ 期待される成果
　このプロジェクトの成果は広範囲な産
業分野への展開が図られます。高性能
シリコンCMOSプロセス・デバイス技術
は、高速低消費電力集積回路に適応さ
れ、電子情報産業の高度化に寄与しま
す。センサ技術は、人間の目をはるかに
超えた物理限界に迫る高感度・広ダイナ
ミックレンジ・高速・広光波長帯域・高信
頼性をもった高性能高機能イメージセン
サとしてさまざまな分野に利用されると
同時に、東北放射光施設で使用される
世界最高性能の軟X線検出イメージセ
ンサの創出も行います。大規模短時間高
精度統計的デバイス特性計測技術は、
高精度アナログ・高信頼性メモリ半導体
の開発現場で威力を発揮します。また、
ウルトラクリーン半導体製造インフラ技
術は、上記技術群を支える基盤技術とな
るだけでなく、異業種の製造業への水平
展開を積極的に推進しています。

クリーンルーム整備共用化の推進と半導体製造技術・センサ技術の開発
Comprehensive development of advanced technologies of semiconductor infra-structures,
processes, devices and sensors
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　廃炉並びに過酷事故対応の除染及び
放射性廃棄物処理技術開発の一つとし
て、熱水酸化による放射性物質の分離と
廃棄物の飛躍的減量並びに保管法のシ
ステム開発に成功した。

特許第6524429号

http://www.fff.niche.tohoku.ac.jp/
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東北大学 未来情報産業研究館外観写真 クリーンルームおよび装置の様子


